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概要（Summary ）： 

本研究では，光学技術を用いたマイクロデバイスに

向けて，微小構造をデバイス上に形成することを目指

し，電子線描画による細線構造をシリコン上に形成し

た。微細加工エッチング装置との組み合わせにより，

0.8 ミクロンピッチの微細構造を形成することができ

た。 

 

 

実験（Experimental）： 

微細加工に向けたマスク材料として，4 インチシリ

コンウェハにシリコン酸化膜を形成した。堆積したマ

スクの膜厚は，必要となるマスク厚さに応じて調整さ

れている。その後，電子線描用のレジストを塗布して

電子線描画装置（エリオニクス社製 ELS-7500EX）で

細線パターンを描画した。その後，シリコン酸化膜を

エッチングして DeepRIE 装置でエッチングを行い，

ある程度の深さを持つシリコン細線構造を形成した。 

 

 

結果と考察（Results and Discussion）： 

電子線描画装置を用いて，サブマイクロメートルスケ

ールのレジストを精密にパターニングすることがで

きた。これをマスクとすることで，エッチング加工に

よってシリコンの細線構造を形成することに成功し

た。その断面図を図１に示す。電子線描画装置による

パターン通りの精密構造が形成されている。エッチン

グ時間を細かく制御することで，良好なサブミクロン

パターンの立体構造が形成できた。図 2 は 0.8 ミクロ

ンピッチの細線構造であり，広域にわたって均一かつ

良好な構造を形成することに成功した。 

 

Fig. 1. Fabricated Micro Lines & Spaces 

 

 

Fig. 2. Micro Lines & Spaces with 0.8µm pitch. 
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